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１．概要（Summary） 

化学応用などが期待されているマイクロスケールの微

小液滴を生成・制御するために、マイクロ流体デバイスが

注目を集めている。そのマイクロ流体デバイスの作製方法

としてＵＶ露光装置を用いたソフトリソグラフィープロセス

が用いられる。今回、マイクロスケールの流路構造を形成

するために、早稲田大学の NTRC の設備を利用して、シ

リコン基板上に微細な流路パターニングを行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ダイシングソー 

両面マスクアライナ  

ホットプレート 

 

【実験方法】 

 ダイシングソーにて 50mm×50ｍｍに切り出した厚さ

625µm のシリコン基板を用いる。シリコン基板上に流路を

パターニングするソフトリソグラフィープロセスを行った。流

路高さは 100µm を想定して、シリコン基板に対して、

SU8-3050 を塗布した。そのレジストを塗布したシリコン基

板に対して、両面マスクアライナを用いてＵＶ露光を行っ

た。露光後に、基板をホットプレートで加熱、SU-8 

Developer とＩＰＡで現像をすることでパターニングを行っ

た。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

基板上にパターニングをした流路を用いて作製したデ

バイスを Fig. 1に示す。研究室所有の顕微鏡にて観察を

行った。 

 

 

Fig. 1 Images of flow path; 

(a)Droplet generation channel; 

(b)Straight channel 
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